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(57) Abstract: The invention relates to an apparatus for the treatment of gaseous effluents, such as those originating from the pro-

duction of semi-conductors involving contact with a liquid. The inventive apparatus consists of: a gas/liquid contact chamber which
quid in the lower part thereof and which is topped with a gas cover, said chamber comprising means for introducing a

gas to be treated and means for releasing residual gases following treatment involving contact with the liquid; turbine-type gas/liquid
o contacting means comprising one or more stages which ensure improved contact between the gas and the liquid, the upper part of
O said means being equipped with an opening for drawing the gas situated in the gas cover above the liquid; and, preferably, means for

00

measuring the pH of the liquid.
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(57) Abrégé : Appareil pour le traitement d’effluents gazeux notamment issus de la fabrication de semi-conducteurs par contact avec
un liquide qui comporte - une chambre de contact gaz/liquide permettant de recevoir dans sa partie inférieure un liquide et surmontée
par un ciel gazeux, comportant des moyens d'introduction d'un gaz a traiter et des moyens d'évacuation des gaz résiduaires apres
traitement au contact du liquide, - des moyens contacteurs gaz/liquide du type turbine, comportant un ou plusieurs étages permet-
tant d'assurer un contact amélioré du gaz et du liquide, ledit moyen comportant dans sa partie supérieure une ouverture permettant
d'aspirer le gaz situé dans le ciel gazeux au-dessus du liquide, et de préférence - des moyens de mesure du pH du liquide.



